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A  Luas berkas ion yang keluar dari akselerator/luas berkas ion datang (cm )

A* Luas permukaan spesimen yang akan diuji aus (mm )

A i Berat atom untuk elemen ke i

B  Tebal disk (mm)

b  Lebar bekas keausan (mm)

D  Dosis ion yang diberikan saat implantasi (ion/cm )

d  Diagonal bekas injakan (mm)

D* Banyak dosis yang diterima permukaan spesimen uji aus (ion/cm )

E  Energi ion dopan (keV)

e  Muatan elektron, 1.6 X 10"'^ coulumb

H  Kedalaman bekas keausan (mm)

I  Arus ion yang diberikan saat implantasi ion (Amper)

keV kilo elektron Volt

L  Jarak abrasi (m)

Ml Massa ion dopan (sma)

M2 Massa ion bahan target (sma)

N  Banyak ion datang

Na Bilangan Avogadro (6,02 x 10^^ atom/gr atom)

No Kerapatan atom target (atom/cm^)

N* Banyak ion yang diterima permukaan uji aus

P  Beban yang diberikan saat indentasi (kg)
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Po Tekanan kontak vertikal (kg/mm^)
A

Pt Tekanan kontak horizontal (kg/mm )

Rp Jangkauan ion terproyeksi

r  Jari-jari disk (mm)

S  Luasan permukaan singgung (mm^)

T  Lamanya waktu implantasi ion (detik)

VHN Vickers Hardness Number

W  Volume aus (mm^)

Ws Abrasi spesifik

Zi Nomor atom ion dopan

Z2 Nomor atom bahan target

Z i Nomor atom untuk elemen ke i

2

Rapat massa atom target (gr/cm )

ARp Deviasi standar {A)

(D i Fraksi berat/prosentase untuk elemen ke i
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